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吸着 (学会)雑感

堤和男

日本吸着学会も発足後4年を経過し、研究発表会も本

年静岡大学で第5回目が開催されることとなり、当初か

ら関係する者として喜ばしい限りである。

昭和60年秋に豊橋技術科学大学において 「中部化学関

係学協会支部連合大会J(通称、中化連)が開催された

際何かシンポジウムをやるこ とになっていたが、誰も名

乗りを挙げなかったので、高石教授(現名誉教授)と相

談して「吸着」についてやろうと急速計画をした。もと

もと中部出身ではないので「中化連」についても余り熱

心ではなく、また中部地区だけでシンポジウムが成功す

るとは思えなかったので、講師は全国規模でまた対象分

野を 「化学j、「化学工学」、および「物理j として、計

画書を組織委員会に提出した所、すんなりOKが出た。

各分野の専門家と相談して人選を行い、 11月末の寒い 1

臼にシンポジウムを成功裡に終えた。その折り、同じ「吸

着Jを研究するにも専門分野によ りかなり指向、手段な

どが異なっていることが実感され、懇親会の席で「学会」

の必要性が議論されたのを覚えている。

それから粁余曲折の l年余を経て、学際的な 「日本吸

着学会jが発足したのはご存知の通りである。第 l回研

究発表会も昭和62年秋に豊橋技術科学大学で行い、翌年

には京都にて「国際吸着シンポジウム」も開催され、研

究会以外にも順調に活動が拡大していることは、この分

野が古くからありながら今日的な学問である ことを実証

している。本年は「吸着生研シンポジウムJ、来年には

「第 4回国際吸着会議jの開催も予定され、益々活発な

学会になることが予測され、若手研究者には大きな刺激

となろう。

筆者の担当する講座は「複合材料化学」を専門とする

ので、学生へのテーマは必ずしも「吸着」ばかりではな

い。その中で「吸着」に関連したテーマを担う者は、そ

の測定および解析の煩雑さに先ず音を上げるようである。

その際には昔の(といっても15年前位)装置がいかに操

作が大変で、よく壊れたかを言い聞かせている。ただ、

近年は地球環境の悪化の解決、代替エネノレギーあるいは

省エネルギーなどの分野に 「吸着」がいかに関与し、ま

た身近な生活の場でも「剤jが大いに活躍していること

を理解してくれるようで、教育者としては喜ばしい。

「吸着」を中心とした界面現象の研究は20世紀になっ

て著しく発展してきた。 LangmuirあるいはBETの

吸着等温線の解析がその→列であろ う。筆者の研究対象

材料の一つであるゼオライトは、その発見は18世紀にさ

かのぽる。しかし、特異的な吸着(収着)現象は60年程

前のj鮫島実三郎東大教授および McBainの研究結果に

端を発する。「団体が分子のふるい作用を有する」とい

う当時としては驚異的な事実を発見したその結果は、残

念ながら日本ではそれほど注目されることもなく 、むし

ろ米国においてpゲソリンのオクタン価向上とし寸軍事的

需要と相まって盛大な研究が行われた。より合目的で機

能的な新しい iA型ゼオライト」の合成が行われ、戦後

日本が工業的に疲弊しきっている聞に、「分子ふるい現

象Jを利用した触媒へとその応用が拡大されるに至った。

その後もZSM-5に代表される耐熱、耐酸性で特異的

触媒活性を有すものや、酸素の18員環で細孔入口を形成

するVPI-5など新規なゼオライトはすべて米国で発

明されている事実は、日本の学会が横の連結にいかに欠

付ているかを示すことではなかろうか。

「学際的jという表現が言われるようになって久しい

が、日本特有のセクショナリズムの壁を打ち破ることが

いかに難しいかは様々な場で実感する。 2つの学会を

ジョイントさせて研究会を開こうとすれば、両者の利害

に一致がなければまず不可能であり、これは伝統ある学

会ほどその傾向が顕著である。

幸いにして 「日本吸着学会Jは設立時から会則に 「学

際的」とうたっており、その成果も十分にうかがえる。

総合的な吸着学会としては世界初であるのだから、さら

に世界をリードするような「吸着科学jの基盤として発

展するように祈念する。

堤和男 豊橋技術科学大学物質工学系教授

理学博士

本会常任理事

1968年 東京大学大学院理学系博士課程中途退学

東京大学生産技術研究所助手、講師を経て

1981年豊橋技術科学大学助教授

1986年よ り現職
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演二歳
酸素事業と地球環境問題

関宏次
弊社はその名のとおり、空気を圧縮液化して分竣され

た酸素、窒紫、ア/レゴンガスおよび空気分離装置をはじ

め各種ガスを販売する会社で、 80年前にドイツから酸紫

アセチνン溶接機などを輸入していた山武商会(山武ノ、

ネウエル)の山il社長が、ガス事業に注目し、時の日本

銀行副総裁高橋是清氏(後の総理大臣)に相談して設立

したのが創業の第一歩。原料が空気でタダだから儲かり

そうだというのが設立の理由の一つだそうだが、実際は

ガスを分離するため空気を圧縮する必要がありこれに要

する電力が原料のようなものである。

当時、酸素は高圧容器(ボンベ)に充填し運搬するも

ので、ポンべでは製品 1に対し10倍の重量を必要とし輸

送効率の悪いものだが、主に溶接、切断、医療用として

使用された。輸送形態を大きく変えたのは昭和29年わが

国最初の液化酸紫工場を川崎に建設したことである。酸

紫を液化することにより、容積が800分の lとなるため、

輸送コストが低減し、低価格で多量の酸素が供給可能と

なった。液化酸紫は、戦後復興のため急成長した造船を

始め化学、鉄鋼分野で、液化窒素は保安及び酸化防止用

として、化学、金属、半導体、ガラス分野で、液化アル

ゴンは、ステンレス、単結品シリ コン引上げ用に使用さ

れるようになった。ガス体から液体に変えたことが、第

一の転換期であった。

第二の転換期は、酸素製鋼で多量の酸素が使用される

ようになり、これに対応するため、逸早くオンサイトプ

ラント方式(ユーザーの構内にプラントを設置し配管で

ガスを供給する方式)を導入したことである。昭和39年、

日新製鋼、近隣の化学工場向けの周南工場の一号機から

始まったオンサイトプラントは10社、 11工場を数えるよ

うになった。以上のように酸素事業は、各産業の発展と

共に成長してきた。

弊社山梨研究所ではこれら工業ガスの新しい利沼技術

の開発を進めている。特に力を入れているのは酸素燃焼

技術の開発である。燃料として固体(微粉炭)液体(灯

油、重油)ガス体 (LPG)夫々扱っている。

重量紫燃焼の特徴は、火炎温度が2500~ 2600・Cあり空

気燃焼の1500~16000Cに比べ高温で、このため火炎中で

多量のラジカルが生成していること、酸化 ・還元雰囲気

が容易にできること、燃焼速度が早く高速の火炎が得ら

れることがあげられる。その他の特徴として空気と異な

り窒素を含まないため燃焼排ガス量が大幅に低減(l/4

""-1/5)できかっサーマルNOλ，の発生を防止できる

ことである。

従来酸素燃焼の応用技術としては、マチーノレ ・スク

ラップ溶解用電気炉、アルミ溶解炉、キュポラ、ロータ

リーキルン等電力文は空気燃焼の補助熱源として用いら

れ溶解速度促進による増産が目的であった。

最近鉄鋼では高炉羽口への微粉炭吹き込みに伴う酸素

宮化、硫化鉱を原料とする非鉄金属の製錬では排ガス中

のSOxの回収装置を小型化するための酸素利用、フエ

ロアロイ製錬では酸素燃焼エネルギーによる一部電力代

替が実用化されている。

炭酸ガスによる地球温暖化、酸性雨による森林破壊、

フロンによるオゾン層の破壊、化学物質及び廃棄物によ

冶汚染等、地球環境保全が問題となっている昨今、この

問題解決のため本技術をいかに展開するかが当研究所の

大きな課題となっている。

酸緊燃焼は、 他のエネ/レギーに比べ低価絡になってお

り金属の製錬、溶解用電力の代替エネルギーとして省エ

ネルギー即ち炭酸ガスの発生抑制が図れるため、スチー

/レスクラップを初めとして各種電気炉への応用が考えら

れる。次ぎに廃棄物処理に関してはフッ素化合物、トリ

クレンやPCB(ポリ滋ビフエニール)のように空気中

では安定な物質も酸素中では容易に燃焼するためこれら

難燃性廃棄物の処理、 文ごみ焼却時に発生する灰の処理

が問題となっているが、 酸素燃焼によ り灰分は溶融し固

形化するこめ無公害化技術と して期待できる。

空気燃焼の代替としては省エネルギー上その特徴を生

かせる分野に限定されるが、排ガス中の炭酸ガスが高く

その回収が容易になるため酸素燃焼による発電の検討も

進められている。

酸紫は地球に慢しい物質であるが、本技術をより広く

展開するためには、その利用効率の向上と酸素発生電力

原単位の低減が今後の課題である。

関宏次

日本酸素株式会社技術本部山梨研究所所長

1960年 3月 慶応義塾大学工学部応用化学科卒業

同年4月 日本酸素株式会社入社
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技術ハイライト

半導体工場におけるプロセスガスの

末端精製技術

Gas purification technology at point of use in the 

sem iconductor factories. 

日本酸素株式会社野村三千昭

はじめに

半導体産業では集積度の増加にともない、超高純度の

プロセスガス(窒素、酸紫、水素およびアルゴンなど)

が要求されるようになってきた。

これらの要求に対応するため、工業ガスメーカーやガ

ス精製装置メーカーの各社はプロセスガスのガス精製技

術向よのために研究開発を行っている。

当社も半導体工場に超高純度のプロセスガスを供給す

るための触媒吸着式ガス精製装置(処理量 :1 "-'300N 

m'/h)を開発した 1)。これにより、プロセスガス中に

含まれる不純物濃度が l成分あたりlOppb以下のレベ

ルの超高純度のプロセスガスを供給できるようになった。

従来は半導体工場の中のガスヤードにこれらのガス精

製装置を設置して、半導体製造装置へ供給されるプロセ

スガスを精製していた。

しかしながら、半導体工場の規模が大きくなる場合に

はガス供給配管の口径が大きくなったり、ガス精製装置

から半導体製造装置までの配管が長くなったりし℃、配

管内壁からの微量の脱ガスによりプロセスガスが汚染さ

れ、プロセスガスの純度が低下する現象が生じている。

このような問題を解決するため、最近、半導体製造装

置の直前に小型の末端精製器を設置して、使用するガス

の純度をさらに高純度化しようという傾向が見られ、現

在ではこの“末端精製"の考え方がユーザーに受け入れ

られつつある。

そこで、このような要求に対応するために図 lに示す

ような不活性ガス用と水素ガス用のインライン式精製器

(処理量 1----50N!/min)を開発した。

図 1 インライン式精製器の I型とU型の外観

1.精製原理

これらの精製器は、反応剤と吸着剤が充填された反応、

吸着筒(反町、斉1Iの代わりに触媒が充損されているのもは

触媒吸着筒)およびガス中のパーティクノレを除去するた

めのフィルターより構成されている。

精製器の構成を図 2に示す。

1-1不活性ガス用インライン式精製器

この精製器は窒索、アJレゴンおよびヘリウムなどの不

活性ガス中に含まれる酸素、水索、ー酸化炭索、二酸化

炭素および水分などの不純物を以下に示す原理で除去す

ることができる。

まず、不活性ガス中に含まれる酸素、水紫および一酸

化炭素は反応吸着筒の前段に充填されているニッケル反

応剤 (50wt.%Ni/けいそう土)と室温 (250C)で反

応し除去される。その反応式をそれぞれ(1)、(2)および(3)

式に示す。

Ni+ 1/202→NiO 

Ni+H2→Ni-2H 

Ni+CO→Ni-CO 

(1) 

(2) 

(3) 

次に、残りの不純物である二酸化炭素と水分が反応吸

着筒の後段に充填されている合成ゼオライト(モレキュ

ラーシープス)による吸着除去される。

一__.r. !A_  
時ザ雫判的同欄…向明alWll!ti， ~司胴F吋

聞」聞

三3

図 1 インライン式精製器の I型とU型の外観
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1 -2 水素ガス用インライン式精製器

この精製器は水紫ガス中に含まれる酸素、 一酸化炭素、

二酸化炭素および水分などの不純物を以下に示す原理で

除去することができる。

まず、水素ガス中に含まれる酸素は、触媒吸着筒の前

段に充填されているパラジウム触媒 (0.5wt.%Pd/ 

Ab03)の作用で水素と室温 (250C)で反応し、水分

を生じる。

その反応、式を(4)に示す。

H 2 + 1/202→H20 (4) 

次に、一酸化炭索の濃度に比べ酸素がその必要化学童

論以上に含まれる場合は、一酸化炭素は(5)式のように室

温 (25.C)で酸素と反応し、二酸化炭素を生ずるc

CO+ 1/202→CO2 (5) 

そして、はじめから原料ガスに含まれていた、および

(4)、(5)で発生した水分と二酸化炭素は不活性ガス用イン

ライン式精製器と同様に触媒吸着筒の後段に充填されて

いる合成ゼオライト(モレキュラーシープス)により吸

着除去される。

2.インライ ン式精製器を権成する配管材料および部品

の仕様

この末端精製器は半導体工場の中でも最も品質の高い

ガスが要求されるところに使用されるので、精製器を構

成する配管材料および部品は水分をはじめとする脱ガス

やパーティクルの発生や滞留を極力抑えるものでなけれ

ばならない。

そこで、配管材料および部品の接ガス部の材質乙して

不活性ガス用

原料ガス

SUS316 Lの電解研磨処理 (electro-pol i shed)したも

のを採用した。

半導体工場では通常、 polytetrafluoroethylene系樹

脂のメンプレンのガスフィルターが使用されているが、

このタイプのフィルターはメンプレンから微量の水分が

発生する問題があった。最近、その問題を解決する方法

として、水分の発生が抑えられたセラミック製や金属製

のエレメントのフィルターが開発されている。

そこで、との精製器にはセラミック製のエレメン卜の

フィ lレターを採用した。

3 .イ ンライン式精製器の性能

ガス精製技術の進歩もさることながら、ガス分析技術

の進歩も目覚ましく、最近、大気圧イオン化分析計(以

下APIMS)が着目され、超高純度ガス供給設備の評価

等に使用され始めている幻。 APIMSを用いる とガス中

に含まれている水分をはじめとする酸素、二酸化炭紫お

よびメタンなどの不純物を 1ppb以下のνペルで正確に

分析できる。

そこで、不活性ガス周インライン式精製器に所定量の

窒素ガスを流通させ、このAPIMSを用いて、その出入

口の蜜紫ガス中に含まれる不純物濃度を測定した。窒素

ガス中に含まれる一酸化炭素については濃縮ガスクロマ

トグラフ分析法で分析した。 原料ガスとして、移動式の

液体窒素貯楠からの蒸発窒素ガスを使用した。

その結果表 1に示す。これより反応剤および吸着剤を

採用している不活性ガス用インライン式精製器を使用し

て窒紫ガス中に含まれる水分を 2ppbまで、また酸素、

一酸化炭素および二酸化炭素を1ppb以下まで除去でき

ることを確認した。

この結果より、合成ゼオライト(モレキュラーシープ

ス)による室温 (250C)での物理吸着で窒素ガス中に含

精製ガス

二ッケ/レ モνキュラー

H 
セラミック

反応剤 シープス フイ jレター

水素ガス用

原料ガス 精製ガス

パラジウム触媒
モレキュラー H セラミック

シープス フィルター

図 2 インライン式精製緑の精進
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表 l 不活性ガス用インライン式精製器の出入口

ガス中に含まれる不純物濃度の測定結果

不純物成分 入口ガス中の不純物濃度

(ppb) 

0. 290 

CO2 11 

CH， く 1

H20 10 

CO 97 

まれる水分を 2ppbまで、また三酸化炭素 1ppb以下ま

で除去できることがわかった。

次に、ガス中に含まれる不純物と同様に問題となるの

がパーティクルである。これはガス中にパーティクルが

多くふくまれるとLSI製造プロセスで歩留り低下の原因

になると考えられているからである。

そこで、不活性ガス周および水素ガス用インライン式

精製器に 3Nl/minの窒素ヌゲスを流通し、その出口ガス

中に含まれるパーティクル量をレーザ一式ノfーティク lレ

カウンターで測定した。測定回数はどちらの場合も10固

とした。

その結果、どちらの場合も0.11μm以上の粒径をもっ

ノfーテ ィクルは検出されなかった。(パーティク lレ濃度

は 1個/ft3未満であった。)

これより、インライン式精製器に採用されているエレ

メントがセラミック製のフィ jレターにより0.11μm以上

の粒径をもっパーティクルがほぼ完全に除去されている

ことがわかった。

おわりに

半導体工場でプロセスガスの末端精製として要求され

つつある反応剤(触媒)および吸着剤を採用したインラ

イン式精製器の精製原理、構成部品の仕様および性能に

ついて紹介した。

ζのインライン式精製器は半導体産業向けに開発され

たものであるが、その他の分野、例えば高感度の分析計

のキャリアガスの精製や校正用のゼロガス発生装置とし

てガス分析関連の分野にも適用できると考えられる。

今後も半導体分野やガス分析関連の分野で、より高品

質のプロセスガスが要求されることが予想され、ガス精

製技術のさらなる発展が期待される。

出口ガス中の不純物濃度 分析方法

(ppb) 

く 1 APIMS分析

<1 APIMS分析

<1 APIMS分析

2 APIMS分析

<1 濃縮ガスクロマグラフ分析
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研究ハイライト

五酸化パナジウム球形微粒子と水との

相互作用

Sp悶 ficinteraction of water mol民 uleswith 

spherical vanadi u m pentaox i de particle 

岡山理科大学理学部橘高茂治

金属酸化物と水は共に自然界で極有りふれた物質であ

るが、それぞれ化学的に多様で複雑な挙動を示す物質で

もある。また相互にかかり合う現象も非常に多岐にわ

たっている。筆者は今までその界面現象(吸着、表面帯

電)に興味を持って種々の系につ~\て研究を行ってき

た14 0¥特に興味ある発見は、 Sn02、Crz03、ZnO

の均一表面上において水が二次元相として相変化を起こ

すことである4¥この稿では五酸化ノぜナジウムと水との

特異な相互作用について述べる。

1 .五酸化パナジウム (VzOs)球形粒子の作製

同体表面における上記のような吸着分子の挙動会調べ

Qf 

IOOnm 

c 

るためには単一の結品面だけを持つ試料をもとめ、気{本

の吸着量を精度良〈測定する必要がある。通常はMgO

等ほぽ等方性の結品とか、雲母のよ うに薄片化し易い物

質しかこの条件を満たすことはできない。筆者はその目

的のために金属酸化物一般についてこのような条件を満

たす試料を得る方法を求める努力を重ねてきた。その試

みのーっとして金属酸化物を高温で溶融して液滴化した

後、それを結晶の品癖を利用して結晶化し、特定の面だ

けに囲まれた結晶粒子を得ょうとした 9. 1 1・ tsjo その方

法はO，-H2炎 (200DC)巾に原料粉末を0"ガスと共に導

入し溶融球形化するものである。 Ti02、Al20、Cr203、

Fe203、MnZ03等の金属酸化物については球形粒子化

に成功したが、単一結晶画を持ったものを得ることはで

きなかった。しかしV20Sについては図 1aの電子顕微

鏡写真に見られるように中空の微粒子が得られ、これを

高倍率で観察すると、表面に平行な001のフリンジが見

られる引(図 1b)。すなわち全粒子表面が (001)面か

らなるモザイク構造を持ったV20S球形粒子が得られた。

このような遊子が得られる過程について筆者は次のよう

に考えている。得られた粒子の大きさが、数10μmの

VzOsの焼結体である原料粒子に比べてかなり小さ L、。

d 

図 1 V205球形粒子の透過電子顕微鏡写真.

処理温度 (DC) : a， b，未処理 C，400: d， 600. 
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この試料を加熱すると、 V20Sのドメインの隣合った

ものが合一結品化して、粒子は露出した (001)面の数

を減少した多面体粒子となる(図 1c)。国 2にはこの

球形粒子の真空中およびO2中における昇温脱離スペク

ト1レを示す。室温から200"C迄の脱離ピークは脱水によ

るものであり、真空中における250.C以よのものにはO2

の脱離が加わる。 5000C以上になると結晶化が更に進ん

で大きくなったドメインが分裂して微小単結晶粒子とな

このことは02-H2炎中で粒子の破砕が起こっているこ

とを示している。棺図による と、 V20Sは18000C辺りで

O 2 を放出してV20~ に分解される。そして計算による

と、試料が急激に2000"Cまで加熱されたと固体中の酸素

圧力は1.7toncm-2となる。従って原料粒子が炎に導入

されたときとの圧力によって容易に破裂して微小粒子化

(図 1d)。

このような変化を示す球形粒子の表面均一性を液体

Nz温度におけるKr吸着によって調べた。 図 3に原料

のV205粉末のものと球形粒子へのKrの吸着等温線と

を示す。前者では吸着等温線はII型である (図 3a)の

に対して、球形粒子のものは階段状等温線となった(図

3 b)。二つ目のステップの高さが一つ自の 2倍になっ

ていることからこれは一層自と、二層自の吸着によるも

のである。このような等温線は吸着表面が均一であるこ

とと、吸着分子聞の相互作用による二次元凝縮が起こる

ことを示唆している。試料を加熱すると、電子顕微鏡写

真(図 1b)で見られたようにV20;の (001)面が発

達しているにも関わらず、吸着等温線の二つ自のステッ

プは失われた(図 3c)。このことはV20Sの整頓され

た結晶商が必ずしもKrの吸着層にとって二次元的相互

る

が起こっても不思議でない。こうしてできたV20'1片は

冷却されると途中でV20Sに再酸化される。この物質の

融点は680・Cと低いためそれは溶融して微小波滴となる

のであろう。通常微粒子の中空体、例えばガラスの中空

微粒子が、その溶融体に強い気流を吹き込むことによっ

て得られることを考えると、02-H2炎中では速い炎の

流れがこの条件を満たしているとみてよいであろう。
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作用に適した構造を持っていないことを示している。

2 . V20S球形粒子と H20との相互作用

V20Sは酸化反応の触媒としてその存在の意義が大き

くH20の存在は通常この機能にとってむしろ厄介で、

両者の関係についてはあまり多くの研究は見当たらない。

図4aと図 4bには球形粒子を真空中で加熱した後、お

℃で測定したH20の吸着等温線(一次)とその後25・c
で真空引き した試料に吸着した等温線(二次) とを示

す141。ここ?注目すべき点の一つは、低温度処理試料

への吸着量がHzOの最密充棋の単分子吸着量0.36cm-3

(s. t. p) m-2に比べて異常に大きい事である。二

つ目は、通常の熱処理した金属酸化物への吸着では二次

の吸着は一次のものに比べて小さくなるのに対して、

VzOs球の場合には、逆に二次の方が大きくなる傾向が

ある。また、昇温脱離スペクトルとの関係を見ると、試

料に残存するHzOが多い程一次の吸着量も大きい。加

熱した試料においてこの事実をあてはめると、一次吸着

によって試料を水和することによってそのH20に対す

る吸着量が増すことになる。このような現象は、 Si02

のような比較的疎水性の表面への一次の HzO吸着に

c 

500nm 

よって表面水酸基が形成され、これが水の物理吸着サイ

トとなる現象に似ている I51。しかしこれは国体表面で

起こる現象であり、ここでの異常に大きな吸着量とその

特異な性質を説明することはできない。従ってここに観

察された挙動は、固体自身も含めた状態の変化に起因す

るものであろう。

図 5aには粒子H20に1h接触した時の粒子の表面

領域の高分解能電子顕微鏡写真である川。この水和処

理によってV20S結晶ドメイン聞の粒界にV字形の浸食

が見られる (A部分)。そしてV20，粒子結晶 (001)面

上に大きな居間隔を持った層状物質の析出が見られる

(B部分)0H20接触時間を増すとこの相が更に成長し

(図 5b)、やがてこの相だけからなる中空粒子が現れる

(図 5c)。明らかにH20はモザイ ク構造を持つV20S

球形粒子をその粒界部分から溶解し、別の物質として結

晶化している。 図 5cの粒子の電子回線ノマターン(図 5

d)は、従来いわゆるパナジン酸ゾJレ(五酸化パナジウ

ム水和物、 V20snH20)として知られたものの回折

パターンと完全に一致した I71。この物質は、層状構造

を持ちH20の添加量を増すと、H20の庖として数10層

インターカレイトすることが分かっている。従って、こ

200nm 

図5 VzOs球形粒子と水との相互作用の透過電子顕微鏡観察.接触時

間(h) : a， 1; b， 2 c， 10. d， cの回折パターン.
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V 20S(a)およびV205 n H 2 O(b)O) a -b構造モデJレ.

こで得られた結果は作られたばかりのV205球形粒子、

あるいは加熱後一度H20の吸着を行った試料には部分

的にH20をインターカレイションし易いV205nH20

相が形成されていると考えてよいであろう。

ところでこの水和物の結晶構造については、Legendre

等の電子線回折による報告があるものの17 )無水V205

結晶の凝集体と考えれてきた 18)0 V205は本来 c一軸

方向に重なりを持つ層状物質であるが、 図 5a -5 cの

一連の電子顕微鏡観察から、この水和物が単にV205結

品層間へのH20のインターカレイションによってでき

図6

たものでないことは明らかである。筆者は水熱合成によ

り結品性の良い水和物をつくり、その電子線回折ノマタ

ンの解析からこの物質の a.-b構造に対して図 6bのモ

デルを提案した 19)、これは図 6aの無水のV205の構

造を変形したものである。これらニつの構造の違いから、

V205から水和物になるためには原子の再配列、再結合

が起こらなければならないことを示している。

Vz05nHzOの愚直電子察側爵宴.a， V zOsnH20. 

熱処理 (OC) 試料の暗視野像 b，310: c， 340. 

図7

3.V205nH20の吸着特性の熱処理による変化

VZOSnH20はパナジン酸ソソレとして非常に古くか

らコロイド化学者の興味を集めてきた。その一番の理由

は、このゾノレが流動複屈折を示すことであった20)。これ

はソツレ中て、のコロイドのテクスチャーが繊維状であるた

めとされてきた21¥ところが、パナジン酸ゾJレを凍結乾

燥した試料を電子顕微鏡観察によって調べてみると、そ

れは約30nmの厚さのフィ Jレムであった(図 7a) 22)。

またその面に垂直に観察された電子綿回折ノfターンは図 {祭を与えた。これはフィルムが単結晶化されたことを示

している。

この凍結乾燥試料について熱処理温度を変えてKrの

吸着を行った(図 8)。 未処理の試料において球形粒子の

ものに似た階段状吸着等温線が得られた。この形は250

。C迄は処理温度と共に次第に明瞭になっている。 3000C

以上で加熱すると、二つ自のステップが消えて、 II型の

等温線となった。この吸着特性の変化は、球形粒子を加

熱したときのKrの吸着等温線の変化と一致している。

nu 

唱
E
A

5 dと同じく hkOのものであった。この試料を加熱して

行くとその電子顕微鏡による暗視野像に繊維状ストリー

クが現れた(図 7b)。これはフィルム中に繊維状V205

n H20が存在することを示している。これらの事実は

V20snH20コロイドには繊維状テクスチャーを持つ

ものと、薄い膜状のものとが共存し、その結晶方位 (c

一軸)を揃えていることを示す。試料を加熱すると、ブイ

Jレムは図7cの同一結晶方位を示す輝面からなる暗視野
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図 9 V205nH20のO2中における熱処理による反射

XRDパターンの変化.破線は空気中で観察され

た結果.用いたX一線はCuKα綿.
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図10 VZOSnH20のO2中における熱重量変化.

昇温速度 1.CCmin-1. 

このソソレをガラス板に塗って (001)面を配向、乾燥し

た試料の反射XRD観察(図 9)および、凍結乾燥試料

の昇温脱離スペクトル(図10)の観祭によると、水和物

は300.Cで脱水され、(001)薗を保ったままトポタクチッ

クに斜方晶系V205となることが分かった。以上の結果

は球形粒子におけるKrの吸着特性の熱処理による変化

を説明しているようである。即ち、電子顕微鏡観察では

球形粒子表面への存在は確認されなかったが、球形粒子

が得られた段階ですでに表面にV205nH20の層がで

きていると考えられる。

図11には熱処理した試料への水の吸着等温線を示

す22)。前処理温度が250'Cまでは吸着はほぼ可逆的であ

る。それ以上になると前述の構造変化と対応して吸着量

は著しく減少する。これはこの物質の水和物としての層

0.2 0.4 0.6 0.8 
P/Po 

図11 V20snHzOの熱処理('C)によるH20の吸着等温線の変化.

構造が失われるためである。かくしてこの物質のI-l20

吸着特性の熱処理による変化が前述の球形粒子における

H20の吸着等温線、の変化の原因となっていると考えて

良いであろう。

ところで、未処理の試料に対する HzOの吸着等温線

に、 1molのV205あたり吸着量約1.5moIと2.7molに

ステップが現れる。 XRDの解析の結果はそれぞれのス

テップに対して1.12nmと、1.47n mの層間隔を与えた。



前者の吸着量は図 6bの単位格子あたり 12個のHzO分

子を配当することになる。この単位格子には24個の等価

なVイオンと、 12個のc軸方向のチャンネルが存在する。

おそらくこれらのいずれかが水に対する吸着サイトにな

るものと思われる。後者の吸着量は前者の約2倍となっ

ており、回間隔の地大 (0.26nm)がH20の約一分子

層の厚みに相当することを考慮に入れると、 2層自の吸

着を示している。現在、これらのHzO水の吸着状態を

確定するため結晶性のよい試料を作製し、 i r .測定、

熱測定、 XRD測定等による研究を進めている。

4.終わりに

本稿ではV205球形位子と H20との異常に大きな相

互作用が、粒子中に含まれているV20;nH20の存在

によって起こるものであることを示した。従来から知ら

れている V20snH20の物理化学的特性には次のもの

があげられる。(1)この物質が極めてイオン性の強い層状

化合物であることから層聞に種々の極性分子がインター

カレイ卜される。 (2)強¥"酸性酸化物であることから、層

間のH20がプロトンを解離して、陽イオンとイオン交

換する。 (3)構造中のV (V) はV (lV)に還元され易く、

それによって導入された電子のVイオンによる束縛は弱

〈、ポーラロンを生ずる。従って、無水の酸化物に比べ

て約1000倍大きな電気伝導性をもっている。 (4)また容易

に製膜することができる。これら特性についての筆者の

研究はまだ緒についたばかりで、今回は余り多くは述べ

られなかった。実際のところこの物質の結晶構造はまだ

完全には決定されておらず、またこの物質の実用化も極

〈限られたものである。今後この構造の決定と特性の基

礎的理解が深められ、さらに材料化学的に新しい機能が

開発されることが望まれる。
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東京大学生産技術研究所シンポジウム「吸着分離の科学と工学」開催

東京大学生産技術研究所シンポジウム「吸着分離の科

学と工学」が、平成 3年 5月20(月)~21 (火)の 2日

間、同研究所第 l・第2会議室で開催された。同研究所

が主催、文部省および日本吸着学会の共催というかたち

で行なわれ、海外からの参加者16名を含めて参加者数は

約120名であった。 このシンポジウムは、来年5月に京

都で開催予定の 「第 4回国際吸着会議J()) Scientific 

Advisory Boardが集まる、いわば予備会議としても

位置づけられており、吸着分離の分野において現在世界

の トップレベルの研究を活発に行なっている研究者を招

待し、我が国の研究者を交えて、最近の吸着分離の進歩

や動向を理学と工学双方の立場からじっくりと討論する

ことを意図した。

シンポジウムのプログラムは表 1に示した通りである。

シンポジウムは、圧力スイング吸着 (PSA)プロセス、

クロマト法等の吸着分離プロセス、吸着平衡と速度、吸

着剤の 4つのセッションからなり、それぞれのセッショ

ンでは海外からの招待講演等に引き続いて、別途討論の

時間を設けて、一般参加者を交えて熱心な討論が展開さ

れた。

今回、吸着分離操作は従来の化学 ・石油 ・医薬品産業

等にとどまらず、生化学 ・医学 ・環境など多方面へます

ますその応用分野を広げている。この時期に、吸着に携

わる国の内外の科学者や技術者が一同に会しで情報を交

換し、また親睦を深めたことは極めてタイムリーであり

;意義の深いことであったと思われる。

また、本シンポジウムの翌日 5月22日(水)には

Scientific Advisory Board会議が聞かれ、来年京都で

の国際会誌の日程、時間割り振り、発表論文等の概要が

決定された。

最後に会議に対する御援助をいただいた闘生産技術研

究奨励会，ならびに文部省学術国際局および日本吸着学

会に深くお礼申し上げます。なお、本シンポジウムのプ

ロシーデイングスが近日中に発行される予定です。

(東京大学生産技術研究所鈴木基之・迫田章義)
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表 1 生研国際シンポジウム「吸着分離の科学と工学」 プログラム

5月20日(月)

10:00-10:30 吸着分離ー序論

鈴木基之、東京大学生産技術研究所

第 1部吸着分離プロセスーPSA

10: 30-11 : 10 圧力スイング吸潜の最近の動向

S.Sircar:エアープロダクト(アメリカ)

11 : 10-11: 50 ガス分離のための新しい圧力スイング吸着

E_ Richter : DMT (ドイツ)

1l:50-12:10 圧力温度スイング吸着

川井利長:神奈川大学

12:10-12:30 討論

広瀬勉:熊本大学

迫田章義:東京大学生産技術研究所

第 2部 吸着分離プロセスークロマトグラフィ-

14:00-14:40 クロマト分離

K. K. Unger :グーテンペルグ大学(ドイツ)

14:40-15:00 置換クロマト分離

A.S. T;Chiang:国立中央大学(台湾)

15:00-15:40 向流・疑似向流吸着プロセス

D_ M_ Ruthven :ニュープルンズウイッ

ク大学(カナダ)

15:40-16:00 コ ヒープレイク

16:00-16:30 固定届吸着による溶剤回収の最近の発展

竹内羅 :明治大学

16:30-17:00 無機膜による反応と分離

Y.H.Ma:ウースター工科大学(アメリカ)

17:00-17・20超臨界流体による吸着剤の再生

Pingdong Wu :漸江大学(中国)

17:20-18:00 討論

鈴木基之東京大学生産技荷研究所

茅原一之 :明治大学

5月21日(火)

第 3部吸着平衡と速度

9 :00-9 :20 イオン交換ZSM-5ゼオライトへのガス吸着

小沢泉太郎東北大学

9 :20-9 :40 活性炭素繊維の分子吸着能

金子克美 :千葉大学

9 :40-10:10 液国界面における吸着の基本原理

G. Findenegg :ぺJレリン大学(ドイツ)

10:10-10:50 モンテカルロ法によるゼオライトのガス

吸着のシミュレーション

AJan L. Myers :ぺンシJレベニア大学

(アメリカ)

10:50-n:10 コーヒープレイク

II : 10-11 : 30 多干し性膜中における表面・ポアー並列拡散

吉田弘之:大阪府立大学

1l:30-12:10 ゼオライトへの多成分ガス吸着

M.Bulow:物理化学中央研究所(ドイツ)

12:10-12:40 討論

田門肇:京都大学

古谷英二:明治大学

第 4部吸着剤
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14:00-14:30 シリカ吸着剤

近藤精一:福井工業大学

14:30-15:00 成型ゼオライト

Hanju Lee :延世大学(韓国)

15:00-15:20 水からの界面活性剤吸着への疎水性ゼオ

ライトの応用

堤和男:豊橋技科大学

15:20-15:40 コ ヒープレイク

15:40-16:20 炭素吸着剤における細孔の発達

K. S. W. Sing:プlレネlレ大学(イギリス)

16:20-16:40 高比表面積活性炭の製造と吸着特性

音羽利郎:関西要素化学

16:40-17:00 討論

松村芳美:労働省産業医学総合研究所

尾関寿美男:千葉大学



浅A
「イオン交換……高度分離技術の基礎」

妹尾学・阿部光雄・鈴木喬/編

講談社サイヱンティフィ ック社刊(276p、定価 5.900円)

本書は、序文にも触れられているように、イオン交換

学会のいわば発足記念の出版物として、学会の全面的な

ノf、シクアップのもとに企画刊行されたものであり、その

意味で我が国のこの分野の科学技術のレぺJレを知るには

最良の図書となった。

執筆者としては、編者 3名に加え、板垣孝治、上松敬

轄、大矢晴彦、片岡健、 }II喜田哲哉、鈴木康雄、高見沢

行雄、武田邦彦、田中龍夫、田中良修、廿楽和夫、富田

功の各氏が内容を分担されている。

内容構成として

第一章 イオン交換の理論 (28p) 

第二章 有機イオン交換体の構造と機能 (42p) 

第三章 無機イオン交換体の構造と機能 (101p ) 

第四章高度分離技術 (81p) 

よりなり、付表として代表的なイオン交換材料の一覧資

料(l3p)が掲載されている。

ページ数の配分に見られるように第三章無機イオン交

換体に関する記述に多くの力が注がれており、特にイオ

ン交換材料としての観点から、現在極めて活発な展開が

見られる研究の動向が理解出来るようになっている。こ

の分野は材料研究としては必ずしも未だ体系化の努力に

至っているとは言えぬようであるが、ゼオライト、酸化

物/含水酸化物、ヘテロポリ酸、リン酸塩(ヒドロシキ

アパタイト)、無機層状化合物の各節において、執筆者

を中心とする研究が纏められている。

第一章、第二章はこれに比してある程度体系化された

分野に関する要領良い記述がなされているが、有機イオ

ン交換体に関する近年の展開は、むしろ第四章において

取り上げられている事象報告の大部分が有機イオン交換

体を用いていることからそちらを通じて理解されよう。

第四重においては、高度分離技術として、バイオ分離、

稀土類元素の分離、ウランの同位体分離、いくつかの膜

分離、超純水、殺菌、イオン記憶型交換体などの節が立

てられている。

それぞれの著者によりそれぞれの各論、事例の紹介が

行なわれており、この分野に関する研究者、学生の参考

になることが多いと思われる。ただ、言わずもがなのこ

とではあるが、 “高度分離"とは何か、そこにおけるイ

オン交換の果たしうる役割は何かなどの掘下げがあると、

より普遍的な価値を持ったであろう。

吸着 ・イオン交換などに依存する分離の発展において

は、分離用材料(剤)の開発、吸着 ・イオン交換現象の

科学、その応用面でのニーズのブレークダウンによる問

題の抽出、その問題解決のためのプロセス設計手法の4

つの軸をバランス良く広げていくことが必要である。そ

の意味で、今後の発展に本書は一定の役割を果たしてく

れるものと考えられる。

全体としてこじんまりと纏まることなく、また所々に

執筆者、編者の熱意が感じられるという点でも、 一読を

お薦め出来る図書である。

(鈴木基之)
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3動任]
太平洋金属株式会社

太平洋金属のなりたち

昭和24年日本曹達鯛より分離独立し、臼曹製鋼(鮒とし

て発足以来、昭和34年設立の太平洋ニッケル側を合併し、

昭和45年に現太平洋金属鯨)となりました。業容も当初の

砂鉄銑からフエロニッケJレ、合金鉄への変更拡大を経て、

現住では、アェロニッケJレのトップメーカーとしての基

盤を確立し、更に鉱石からの一貫製造法によるステンレ

ス網の生産、金属粉末、ニッケル系合金、ロックウーJレ、

純鉄そして当学会に関連する活性炭の製造と幅広く展開

し将来への飛躍を目指しております。

活性炭の製造

昭和47年、東南アジアに豊富に賦存するパームやしコ

当社活性炭銘柄と用途

コナッツやしを原料とし、これまで砂鉄銑で培かつて来

たロータリ ーキルンの技術を応用し、活性炭の製造を開

始致しました。

化学工業用などの吸着剤として、ユニークな特徴を有

する活性炭も近来民生用としても利用が急速に拡がりを

みせ、製造メーカーとしても、日夜新分野の動向把握な

ど、その対応に大わらわとなって来ました。空気清浄化、

悪臭除去、タバコフィ/レター、オゾン分解、自動車ガソ

リン吸着、クリーニング溶剤回収、カイロなど、各種分

野での新用途が開発され、活性炭によせられる期待も

年々増加する趨勢です。当社としても、タバコフィルター

(キャビン)に当社活性炭を採用していただいて以来、

民生用に向けて新製品の開発に向けて鋭意開発を志向し

ております。従来の工業用の分野では水処理ほか環境保

全向として技術の変更発達に合わせ、適正な活性炭を供

給するべく努力を重ねております。

種類 銘 柄 用 途

気相用 PG 空気の清浄化、タバコフィルタ一、悪臭の除去、溶剤の回収、防毒マスク、自動車蒸発ガ

破砕炭 1A----3A ソリンの吸着、放射性物質の吸着、触媒。

PL 上水道の脱臭および有機物の除去、各種廃水の処理、清涼欽料水、醸造用水、飲料水の精
液相周

1A~5A 製、クリーニング溶剤の脱色精製、メッキ液の再生、食品薬品の脱色精製、使い捨てカイ
破砕炭

1B----5B 口、オゾン分解。

PL 上水道の脱臭および有機物の除去、各種廃水の高次処理、清涼飲料水、醸造用水、飲料水
粉末炭

1 P~5 P の精製、工業用水の前処理、クリ ーニング溶剤の脱色精製。

会社概要

設 昭和24年12月

194億円

立

資本金

代表者 取締役社長奈古屋嘉茂

人 員

社

1，170名

干100 東京都千代田区大手町 1-6 -1 T E L 03-3201-6661 本

八戸製造所

新潟工場

千031 青森県八戸市遠山新田

〒950-31 新潟県新潟市太郎代山辺

T E L 0178-47-7121 

T E L 025-255-3161 

執筆:太平洋金属附研究開発部・副部長速水清之進 Tel 03-3201-6674 (直通)
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日本吸着学会 5回研究発表会のお知らせ

日時 11月25日(月)~26日(火)

会場浜松市勤労会館

(干432 浜松市城北 1-8 -1 電話053-474-3771)

内 容 一般講演の他、特別講演として IPSAの研究・技術の現状(仮題)J川井利長氏(神奈川大学工学部)さ

らに「暮らしの中の吸着」と題したシンポジウムで、「飲料水と吸着j中野重和氏(阪市工研)、「室内環境

浄化と吸着」、 「食品鮮度保持のための吸着」、「医療と吸着j高井信治氏(東大生研)などの講演を予定し

ています。

交 通 J R 浜松駅一速鉄パス西じゅんかん「勤労会館前J(10分)

東名浜松 1Cまたは浜松西 1Cからいずれも約20分

講演ならびにポスタ一発表申込方法

ノ、ガキもしくはハガキ大の用紙(l人につき l枚)に①題目、②氏名(講演者にはO印)、③所属、④連絡先、⑤講

演の概要(100字程度)を記入して、下記に郵送して下さい。申込者には原稿用紙をお送り致します。なお、今回は、

発表件数の都合によりポスタ一発表も計画しております。ポスター発表を希望する場合には、ポスタ一発表希望と赤ぺ

ンで付記して下さt'oまた事務局よりポスター発表をお願いすることもありますのであらかじめど了承下さい。

講演申込締切 7月31日(水)

講演要旨締切 9月30日(月)

申込・間合わせ先 干432 浜松市城北 3-5-1

静岡大学工学部材料精密化学科

金子正治

電話 053-471-1171 (内線 :369) 

FAX 053-471ー0249

参加申込方法

ノ¥ガキもしくはハガキ大の用紙(1人につき l枚)に①氏名、②所属、③連絡先、@懇親会参加の有無を記して、上

記に郵送して下さい。なお、参加費、懇親会費は郵便局備え付けの郵便振込用紙にて下記の口座に払い込み下さい。

名義 :日本吸着学会 番号:東京 9-538358 

参加登録料一般 4，000円 学生 2，000円

(11月1日以降各1，000円増)

懇親会参加費 6，000円

参加時込締切 10月31日(水)

司
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第 6回イオン交換セミナー

一人間環境とイオン交換一人と地球にやさしく

主催 日本イオン交換学会協賛 日本吸着学会ほか

日 時 7月22日 (月)'""24日(水)

会 場昭和薬科大学町田キャンパス(町田市東玉川学

園 3-3165) 

参加申込締切定員(100名)なり次第

第 1日(7月22日)

講義 1，有機イオン交換体による分離法の基礎(阪府大)

片岡鑓

講義11.無機イオン交換体による分離法の基礎(東工大)

阿部光雄

1. 人間一環境科学の現状(東大生産研)鈴木基之

2， 酸性雨の現状と対策(神奈川大)井川| 学

3， 水環境からの汚染物質 ・細菌の除去(山梨大)

鈴木喬

懇親会

第 2日(7月23日)

4，ピリジニウム型樹脂による細菌およびウイルスの捕

捉{京工繊大)川端成彬

5，放射性廃棄物質の処理成分におけるイオン交換反応

の活用(原子力研)久保田益充

6，医療とセンサー技術(国立リハピリセ)山内 繁

7，医薬品製剤とイオン交換(昭和薬大)松本光雄

8，微生物の産生する酵素阻害物質(昭和薬大)青柳高明

第 3日 (7月24白)

見学会(予定)

参加費 (テキスト ・懇親会貨を含む) 会員 :35，000円、

大学・官公庁関係20，000円、会員外40，000円、学生5，000円。

参加申込方法 ・送金方法 詳細は下記あてお問い合わせ

下さい。

申込先 194 東京都町田市東玉川学園 3-3165 昭和

薬科大学分析化学研究室内 第 6回イオン交換セミナー

係(電話 (0427)21-1554、 FAX (0427) 21-1588) 

国際イオン交換会議 ，91 

International Conference on lon Exchange ・91

主催 日本イオン交換学会 協賛 日本吸着学会ほか

日 時 10月2日 (水)'"" 4日(金)

会 場東京工業大学百年記念館(東京都目黒区大岡山

2 -12-1) 

討論テーマ 1 )基礎研究、 2)新材料の合成、 3)ク

ロマトグラフィー、 4)水純化、 5)環境、6)膜、

7 )湿式精練、 8)分離の科学と技術。

使用言語原則として英語。

Keynote Lecturs 

1， A Novel Approach to the Use of lon Exchange 

and Adsorption Media for the Processing of 

Pharmaceutical and Biological Substances 

(Consultant， USA) R， Kunin 

2， New lon Exchange Materials : Their Synth円i ~，

Structure and lon Exchange Properties (Texas 

A&M Univ" USA) A， Clearfield 

3， The Hogfeldt Three-parameter Model， A 

Useful Approach for Sllmmarizing Data in lon 

Exchange (The Royal lnst， Technol" Sweden) 

E， Hogfeldt 

4， Spectroscopic Observations on the Features of 

Complex Formation in the lon.exchange Phase 

(Kyushll Univ" ]apan) H，¥へTaki

5， Novel Swelling Mica: Synthesis" Characteri 

zation and Cation Exchange (Penn， State Univ， ， 

USA) S， Komarneni 

6， lon Exchange Behavior of Some Amime Inter. 

calates of α.Tin (lV) Hydrogen Phosphate 

Monohydrate (Univ， Reading， UK) M， Hudson 

7， Intercalation Behavior of Some Organic Bases in 

Zirconillm Phosphate Crystallites (Ochanomizu 

Univ" ] apan) 1， Tomita 

8， Advance in Continuous Ion Exchange (Loug. 

hborough Univ， Technol" UK) M， Streat 

9， Properties and Multipurpose Use of Chelatin 

Resins with Oligo (Ethyleneamine) Moieties in 

Water Treatment (Inst， Chem， Technol.， 

Czechoslovakia) Z， Matejka 

10， Phosphates and Phosphonates of Tetravalent 

Metals as Ion Exchanger， Intercalating Agents 

and Molecular Sieves (Univ， Perugia， Italy) U， 

Costantino 

11， Fibrous Ion Exchangers: New Materials for 

Hydrometa)]urgy (Inst， Phys. Org， Chem" 

USSR) V， S， Soldatov 

12， Chrornatographic Peaking of Toxic Contaminants 

during Water Treatment by Ion Exchange (Univ， 

Houston， USA) D， A， Clifford 

13， A Perspective of Application of Ion Exchange 
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for Waste Water Treatment (Technical Univ. 

Lublin， Poland) L Palowski 

14. Removal of Toxic Ions by Apatites as a Lattice 

Ion Ion-Exchanger (Yamanashi Univ.， ]a;>an) 

TSuzuki 

15. 10n Exchange Resin Performance in Condensate 

Demineralizers Operated with Morpholine (Rohm 

& Haas Co.， USA) J. T. McNulty 

16.1011 Exchange Separations in恥1ixedAqueolls -

Organic Solvent Media-Present Statlls and Future 

Trends (Univ. Vienna) J. Korkisch 

17. Electrodialysis Methods in Separation and 

Enrichment of Metal lon5 (Nat. Bureau Oceanogr.， 

China) J. Mo 

18. Transport Processes in Ion Exchange 

Membranes (Univ. Glasgow， UK) R Paterson 

Banquet 10月3日(木) 18時から、虎ノ門パスト

ラルにて開催、 会費5，000円

参加登録予約締切 6月30日(金)

参加登録料 予約 :40，000円、学生20，000円

参加申込・送金方法 詳細は下記あてお問い合わせ下さい。

申込先 152 東京都目黒区大岡山 2-12-1 東京工業

大学理学部化学科阿部(光)研究室内 国際イオン交

換会議 91事務局(電話 (03)3726-1111 内線2221、

FAX (03) 3729-0099・理学部化学科事務室)

ミ A !:.ヒ t
う ;A ~ ~ 

日本吸着学会役員

(1991年 4 月 ~1993年 3 月)

会 長 女 竹 内 灘(明治大)

副会長 岡崎守男(京都大)

荻野圭三 (東京理科大)

石丸公生(大阪ガス)

監事 川井利長(神奈川大)

宮原 昭三(オルガノシステムエンジニアリング)

理事会鈴木基之(東京大)

合鈴木 喬(山梨大)

1を堤 和男(豊橋技科大)

会松村芳美(産業医学総合研)

浦野紘平(横浜田大)

{:[勢渡 巌(荏原インフィルコ)

{:[原 行明(日鉄化工機)

青木 一三(千代田化工機)

山本高敬(丸谷化工機)

美坂康有(栗田工業)

(合印は常任理事)

評議員

広瀬 勉(熊本大) 泉 願(三菱重工)

新田友茂(大阪大) 納富 優(東洋カルゴン)

遠藤 教(宇都宮大) 笠倉忠夫(日本ガイシ)

後藤繁雄(名古屋大) 松田 泰(ミドリ安全)

安部郁夫(大阪市工研) 田村 修治(ロームアンドハーλ}

荒井康彦(九州大) 森下 惰(東ソー)

石川| 達雄(大阪教育大) 山下精一(東京有機化学)

小沢泉想日(刺ヒ大) 黒田 修(日立製作所)

川崎願二郎(東京工業大) 武内 勝彦(時エンシニ7，)ング)

須藤義孝(策京工業高専)} 11井雅人(日本酸素)

盛岡良雄(静岡大) 糸賀 清(武田薬品)

古谷英二(明治大) 鞍馬 一美(クラレケミカル)

安田 祐・介(宮山大) 山崎 真彦(住友重機エンバ

イロテック)

仲井和之(日本ぺJレ) 水嶋 清(北炭化成)

江村英樹(重松製作所) 小松 隆(ガステック)

山極清一(協和化学) 高橋和宏(日本無線)

津島泰彦(帝人) 角 誠之(111崎製鉄)

後藤繁雄(第一燃料工業)速水清之進(太平洋金属)

田中清造(三光化学) 隅利 質(西部技研)

今井淳一郎(テイカ) 高橋 仁(輿研)

A dsorption News編集委員

委員長鈴木喬(山梨大)

金子克美(千葉大) 古藤信義(オルガノ)

橘高茂治(間山理科大) 鈴木謙一郎(丸谷化工機)

迫田意義(東京大) 原行 明(日鉄化工機)

田門 惑(京都大) 若泉 章(日本酸素)

茅原 一之(明治大) 塩田 堅(三菱化成総研)

初鹿観息(山梨大)

日本吸治学会奨励賞(東洋カルゴン賞)

授賞対象者推薦のお願い

日本吸着学会では、昨年度に引続き今年度も11月に開

催されます総会において若手研究者を対象に奨励賞の授

与を行い、表彰する予定です。

対象者は授賞年度において 45歳未満の研究者(大学、

研究機関、企業)とし、本年度も 3名程度を選考する予

定です。選考は過去3年聞に発表された 3件程度の論文

に関して行います。

本奨励賞の対象者をご推薦下さい。自薦、他薦のいず
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れでも結構です。推薦される方は、対象者に関する下記

の事項および論文のコピーを9月末までに事務局にご送

付下さいますようにお願い致します。

①氏名、 ②生年月日、 ③所属、 ④研究歴、 ⑤対

象となる論文

。日本吸着学会技術賞の創設について(竹内議)

本学会の本年度支出として30万円を拠出し、基金

を創設する。

技術賞趣意書および規約を会長、理事の問で確定

する。

確定した技術賞趣意書および規約を評議員に郵送

し、承認を得る。

Adsorption News紙上でこの賞の創設、趣意書、

規約および応募方法を知らせる。

授賞は年間 2~3件とし、企業聞からの推薦、 自

薦を対象として選考する。対象は維持会員の企業内

の技術者または技術グループとし、企業または企業

の経営者とはしない。

授賞者は総会の折りに表彰し、記念盾(1クツレー

プにつき lつ)および表彰状(対象グループの各メ

ンパーに各 1枚)を授与する。

授賞対象となった技術を有する維持会員はその年

度の会費を 1口追加支払いする。

本学会の文献情報システムへの協力の状況

(1) 国立国会図書館

本学会が刊行する出版物 (AdsorptionNewsおよび

研究発表会講演要旨集)は総て国立国会図書館に送付さ

れ、肌納されています。国会図書館では、これらの出版

物に対する海外からの文献照会などの要求に対応してい

ます。

(2) Chemica! Abstracts 

Adsorption Newsの記事がChemica!Abstractsに

収載さ れることとなりました。本誌に与えられた雑誌

コー ド番号CODENはADNWENです。 Adsorption

Newsの記事の中の研究ハイライトと技術ノ、ィライ トの

一部(引用文献を含む記事のみ)が対象となる予定です。

(3) 日本科学技術情報センター (JICST)

JrCSTからの研究発表会講演要旨集に対するコピー

サービスの要求には事務局で対応しています。

会費納入のお願い

本年度の維持会員会費および個人会員会費の納入は順

調で、お陰様で既に約80%の会員からご納入いただきま

した。まだ未納の方はなるべく早い機会に下記宛ご納入

下さいますようにお願い申し上げます。

本学会に関するご連絡、お問い合わせ、会員名簿記載

事項の訂正または変更、および会費のお振込等には会員

番号を明示して下さいますようにお願い申し上げます。

郵便振替口座横浜 6-11074 日本吸着学会

日本吸着学会会員名簿(新入会員)

本誌Vol.5、NO.1に掲載以降、本年 1月31E迄に受け付けた新入会員(正会員 9名)をご紹介致します。 1991年

5月10日現在の会員数は維持会員40社、正会員284名です。なお、勤務先、住所などに変更あるいは訂正がありまし

たら事務局までご一報下さい。 FAXあるいは電話でも結構です。

最近の名簿の訂正につきましては、近く発行予定の会員名簿にて記載させていただきます。

正会員

氏 名 勤 務 先 連 絡 先 f主 所 電話番号 内線

苦荏 汝謙

安武昭典 三菱重工側長崎研究所化学研究室

北口久継 新日本製鉄側 中央研究本部熱エネルギー研究C

堀水正記 日本軽金属鮒蒲原ケミカJレ工場開発部

松本明彦 豊橋技術科学大学物質工学系

岡田佳巴 千代田化工建設側研究開発センタ- R&D7';I，I'グループ

古市 弘 三菱化成胸総合研究所第1研究部門 プロセス開発室

斉藤範之 三菱化成側総合研究所 第1研究部門 プロセス開発室

杉浦正治 (欄豊日中央研究所研究10部 多孔材料研究室

.. oc4"g~0~1?，~fω33主~i.YÈ.I~~~~強巻W731riF辞Cfì[!.i{~JêJI::~
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